


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	[bookmark: OLE_LINK4]透明超薄膜厚度测量 光谱椭偏法
	申请/建议项目名称(英文)
	Thickness measurement for transparent ultra-thin films - spectroscopic ellipsometry

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	华中科技大学

	目的、意义或必要性
	透明超薄膜材料的椭偏法测量，是一种基于远场反射光偏振态分析的相位敏感测量技术，包括早期的单波长法、多波长法及如今的光谱椭偏法。其中，光谱椭偏法已成为集成电路制造、表面化学分析等领域“事实上的标准”手段。相较于传统干涉技术的标量相位分析，光谱椭偏技术对于表面特性更加敏感，层厚标称精度达0.005nm（来源：美国JA Woollam产品手册）。
然而，现有国际标准明确声明不适用于厚度<10nm或光学厚度<30nm的超薄膜。原因在于超薄膜厚度与折射率之间存在强耦合关系（因材料纳米孔隙、界面极化、量子限域等效应以及Psi光谱的膜厚弱关联性），造成拟合质量函数在最小值附近呈浅谷状，测量结果对入射角、色散模型、初始值设置及拟合步骤极为敏感；即使采用相同仪器和样品，测量或数据分析程序中的任何不一致可能导致报告结果的显著差异。
制定《透明超薄膜厚度测量 光谱椭偏法》，将填补集成电路超薄膜椭偏计量技术空白，支撑我国下一代IC制造业高质量发展，助力我国半导体测量检测装备打破国外垄断并走向国际市场。
[bookmark: OLE_LINK3]经查询，目前国内外尚未发现适用于光谱椭偏术测量透明超薄膜厚度的相关方法标准。
本文件拟规定表面化学分析中光谱椭偏术用于透明超薄膜厚度的测量方法。
本文件将适用于折射率符合柯西模型的厚度(d)小于10 nm或光学厚度(nd)小于30 nm的透明超薄膜的测量。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	







	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。
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